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TECHNISCHE

Antihaft- und Selbstreinigungs-
effekt durch NanoSphere®

Der natiirliche Antihaft-

und Selbstreinigungseffekt der neuen

NanoSphere®-Imprégnierung von Schoeller hat auch die Textildesign-
Jury des «Design Preis Schweiz 2001» iiberzeugt. Am 2. November wurde
Schoeller Switzerland in Langenthal fiir die zukunftsweisende Ent-
wicklung auf Basis der Nanotechnologie ausgezeichnet.

Die Funktion des neuen Wasser und Schmutz
abweisenden  Ausriistungsverfahrens ist ver-
gleichbar mit Phiinomenen aus der Natur: Be-
stimmte Pflanzenblitter, Kiferpanzer und In-
sektenfliigel bleiben immer sauber, weil
Schmutzteilchen auf ihrer rauhen und struktu-
rierten Oberfliche so schlecht haften, dass
schon leichter Regen geniigt, um sie fortzu-
spiilen. Dieses Prinzip wird durch die Nano-
Sphere®-Technologie auf Textilien iibertragen,
indem eine spezielle, dreidimensionale Ober-
flachenstruktur angelegt wird. Aufgrund der
geringen Beriihrungsfliche finden Schmutz-
partikel keine Haftung. Sie bleiben an einem
Wassertropfen hingen und werden einfach mit-
gerissen, sobald das Wasser abperlt.

Véllig neue Eigenschaften

«Die mikroskopisch kleine Dimension der Na-
Notechnologie erlaubt solche Oberflichenver-
anderungen und wird im Textilbereich ganz ge-
Derell zu vollig neuen Eigenschaften fiihren»,
80 Hans-Jiirgen Hiibner, CEO von Schoeller.
«Wir stehen mit dieser Neuheit und Nachfolge-
produkten auf Nanoebene am Anfang einer fas-

Der natiirliche Antibaft- und Selbstreini-
8ungseffekt der newen NanoSphere®-lmprig-
"aerung von Schoeller

zinierenden neuen Ara.» Das mit einer Aner-
kennung ausgezeichnete, innovative und effizi-
ente Verfahren ist umweltfreundlich und rege-
neriert sich ausserdem praktisch selbststindig,
Es wurde in der Schweiz unter Vorgabe des
bluesign®-Standards entwickelt und von
Schoeller in die Praxis umgesetzt. Schoeller-
Textillien mit NanoSphere®-Ausriistung sind
seit Anfang 2001 erhiltlich.

Von der Natur — fiir die Natur: Bestimmite
Pflanzenbliitter oder nsektenfliigel bleiben
immer sauber, weil Schmutz auf ibrer struk-
turierten Oberfléiche nicht haften kann.

Aussergewdhnliche Designideen
Der im 2-Jahres-Rhythmus ausgeschriebene
Design Preis Schweiz wiirdigt aussergewdhnli-
che Designideen in den Kategorien Industrial
Design, Textile Design, Interaction Design, Ser-
vice Design, und vergibt den Willy Guhl-Nach-
wuchspreis sowie einen Verdienstpreis an eine
Person oder Institution, die sich um die Forde-
rung des Designs in der Schweiz verdient ge-
macht hat. Die aus sechs internationalen De-
sign-Fachleuten zusammengesetzte Jury, hat-
ten in diesem Jahr iiber insgesamt 534 einge-
reichte Objekte aus 20 Landern zu entscheiden.
Es wurden im Ganzen acht Preistriger und ein
Verdiensttriger ermittelt sowie 68 Anerkennun-
gen ausgesprochen. Nach 1997 und 1999 wurde
die Innovationskraft des Schweizer Textiltech-
nologieunternehmens in diesem Jahr zum drit-
ten Mal in Folge gewiirdigt.

TEXTILIEN

Dieses effiziente und umweltfreundliche
Funktionsprinzip wird von Schoeller mittels
moderner Nanotechnologie auf Textilober-
Jldchen tibertragen.

Trademarks: Nano.were@ - Schoeller TéxtzlAG

Uster® Statistics
2001

Anlisslich der ITMA ASIA in Singapore wurden
die neuen USTER® STATISTICS 2001 der Fach-
welt vorgestellt. Diese statistische Ubersicht ent-
hiilt Klassifikationsdaten fiir Fasern, Faserb4n-
der, Vorgarne und Garne. Der Anwendungsbe-
reich wurde um Informationen {iber Faserei-
genschaften, wie Reifegrad, Faserfeinheit und
Anteil an unreifen Fasern, sowie iiber Garn-
eigenschaften, wie Garndurchmesser, Quer-
schnittsform, Garndichte, sowie Anzahl Staub-
und Trashpartikel erweitert. Weiterhin wurde
neu zwischen Strick- und Webgarnen unter-
schieden. Die USTER® STATISTICS 2001 stehen
entweder auf CD zur Verfiigung oder kinnen
auf der Website der Firma, http://www.uster.-
com abgerufen werden.
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